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La technique de lithographie par nano-impression (NIL) est une technique très utilisée pour 

obtenir des matériaux nano-texturés. Ces structures peuvent avoir de nombreux domaines 

d’applications comme l’électronique1,2, optique3–5, photo-catalytique6, la biologie7 ou encore la 

photonique8,9. Cette technique est largement utilisée dans les domaine industriels et académiques En 

effet, sa simplicité de mise en place, sa résolution, son haut rendement, son coût et sa large gamme 

d’application en font une technique très intéressante. 

 

La nano et la micro-structuration sont des paramètres importants dans le domaine de l’optique. En effet, 

pour les applications que nous essayons de développer, la texturation doit être proche de la longueur 

d’onde de travail (du visible au proche IR). Le développement de couches minces texturées doit pouvoir 

être réalisé à bas coût, reproductible, réalisable à grande échelle et doit pouvoir être une alternative aux 

méthodes classique de structuration des matériaux issus de la microélectronique (lithographies, 

gravures). 

 

C’est dans ce contexte que nous proposons une approche qui combine la chimie sol-gel et la nano-

impression thermique (hot embossing) dans le but d’obtenir des structures photoniques à base de silice 

mésoporeuse le tout en limitant le nombre d’étapes. D’un point de vue chimique, la silice mésoporeuse 

est réalisée par voie sol-gel, en utilisant un précurseur de silicium (TEOS) et un copolymère à blocs 

(pluronic F127) afin d’obtenir la porosité du matériau. Le dépôt de cette couche est réalisé par spin 

coating. Le procédé d’impression à chaud a été réalisé à l’aide d’un moule en silicium (obtenu par E-

beam lithography) avec des structures périodiques 1D et 2D. 

Cette nouvelle approche pourrait ouvrir des perspectives pour l’utilisation de ces couches comme 

capteurs photoniques sensibles à l’environnement. 

 

Figure 1: (a) photo d'un échantillon de silice mésoporeuse nano-imprimé, (b) cliché MEB d'une couche 
de silice mésoporeuse nano-imprimée (2D), (c) cliché MEB d'un moule en silicium obtenu par e-beam 
lithography 
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